NTA-ILC  SHAMASH

1) Nb3Sn cavita 6 GHz --> forno a i1nduzione

2) Magnetron Sputtering X QWRs di ISOLDE

3) Recupero Tecnologia Arco Catodico x Niobio
da Roma2






Cooling water

Linear

feedtrough

Liquid Sn

14

17

15

13

e

PUDPPES S e
e

F—e

Arua gl grafico |

0012

-0.04

0,016

[rwe) W

0,018

-0,

0022

-0.024

Temperature (K}




Samples ready for dipping

Sample 1: Sample 2: Sample 3: Sample 4.
standard standard + standard + standard +
BCP BCP + Glow
Glow




Samples after dipping (before annealing)

e

Sample 1: Sample 2: Sample 4:
standard standard + standard + standard +
BCP BCP + Glow
Glow




High — temperature annealing

e process pressure: 3*10°
mBar;

e time of treatment: 5 min

e maximum rf - power: 5 kW

e process temperature:1500°C
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QWRs in Nb/Cu per Isolde

ISOLDE ha bisogno di cavita QWR

Le QWR in Niobio Sputterato sono piu

economiche e piu stabili

Il ns gruppo ha costruito 50 cavita di ALPI con

Sputtering DIODO

Il CERN ci ha chiesto di sviluppare lo sputtering
MAGNETRON delle QWR per ISOLDE










Richiesta (gualora possibile):

1 K€ missioni interne
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DEPOSIZIONE PER ARCO CATODICO

Scarica di Scarica a bagliore Scarica ad arco
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Corrente (A)

| ’arco catodico in vuoto e una scarica elettrica sostenuta da materiale
proveniente da reqioni del catodo chiamate CATHODE SPOTS (CS),
In un ambiente che altrimenti sarebbe davvero in vuoto.




CARATTERISTICHE D’EMISSIONE DEI CS

-
Cati@ | | e « loni: - Fino al 90% dgli atomi
s emessi Sono ionizzati;
1 ¢ Regione di plasma - energie di emissione fino a
positiva 100 eV (potential hump).

e ¢ : - Energie minori di 10 eV;
- determinano la corrente
d’arco.
s, s s - attirati dall’anodo.

e MP: - Frammenti solido o liquidi
con dimensione tra 30 nm
e5um;

- _emesse a basso angolo.

Toni acellerati

Macroparticelle (MP)
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FIG. 9 Pole figure of texture respect to 110 XRD peak in sputtered films
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FIG. 10 Pole figure of texture respect to 110 XRD peak in arc deposited films
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The first UHV filtered system







The first single-cavity taken of the real accelerator unit, after its
preparation, has been coated without micro-droplet filtering

The coated sinqgle-cell has been cut along its symmetry axis

in order to perform an analysis of the inner surfaces.




